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SYNOPSIS : The RAFS laser spectroscopy is now being applied to clarify the effect of

gas particle scattering on the velocity distribution functio瓜　of sputtered atoms by RF

magnetron sputtering and their effects on sputter-deposited layers.

1.まえがき

R Fスパッタリングは各種薄膜倖虎に広く用いられている｡ところが.各種の高穏健薄膜では,

作劫条件,特にガス圧による畷性能への影響が大きく,それは贋作成時の基盤への衝突エネルギー

の依存性ではないかと推測されている｡

本研究は,スパ､ツタ粒子のその場(in situ)計謝法として優れた特使を持つことを示.してきた

レーザー蛍光法,特に高速周波数掃引(R A F S)レーザーによる研究により,上記現象解明のた

めの糸口を探ることを目的に着手したものである｡

現存, a Fマグネトロンスパッタリングにより放出される鏡原子の密喪分布の計測を行っている

が,蛍光信号の波長の近傍で放電プラズマ白身からの強い発光成分があり,その成分を除去するた

めの対策を検討しているや　発光対弗を行ってから上記密度測定の結果により大要を把握した上で,

R A F Sレーザーによる計瀞に進む予定である,最終的にはターゲットを各蒋姥材料作成のものま

で拡げるで

2,実験装置

図1に実験装置の構成を示す亡　励起稲光海は,ブラ

･yシュランプ助軽色素レ-ザ-のA D A韓晶を通し

た第2高調波(S H G)である｡レーザー媒体には,

色素ローダミン6G750c c [5×10~　mol Q ]にロー

ダミン　B3c c [5×10-　か01/受〕を混ぜて.鉄の共鳴

波長302.064n mを高分解能分光器(ごと10p m/m m)

を開いて波長をチェックしながら蛍光測定を行う｡

レーザー光と直角方向から　f-100m mのレンズで集光

し,スリ､ソト及びフイ)レターを通して光電子増倍管での

信号をマイ　コンでデータ処理し,X Yプロッターで速度

分布間数のプロフアイJレを求める｡
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閉1　実数装置の構成
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